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１．概要（Summary） 

中性子回折格子干渉計は，中性子の位相を利用した

イメージング法の一つで，中性子の吸収を利用する通常

の中性子ラジオグラフィにはない多くの特長を有している

ことから，近年注目を集めている 1)。中性子回折格子干渉

計は，数 μm～数百 μm 周期の中性子位相・吸収格子か

ら構成される。中性子吸収格子には，中性子吸収断面積

が他の核種に比べて格段に大きい Gd の利用が不可避

であり，純 Gdでも 10 μm程度の厚さが必要である。しか

しながら Gdの微細加工法そのものが確立されていない。 

我々は金属ガラスのインプリント技術を利用して Gd ベ

ース吸収格子の作製する方法の開発を行ってきた。今回，

周期9 μm、厚さ20 μmを超えるＸ線および中性子の両方

に使用できる吸収格子の作製に成功した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 レーザ描画装置，ステッパー装置群一式，Deep RIE装

置，デジタル顕微鏡，熱電子 SEM 

【実験方法】 

吸収型の鋳型として，9 μm周期，30 μm深さの Si構

造体を作製した。回折格子パターンのマスクをパターンジ

ェネレータにより作製し，ステッパー装置群を利用して，Si

ウェハ上に塗布したレジスト上にパターンを転写した。そ

の後 Deep RIE装置により，所望の深さまでエッチングを

行った。作製した Si 鋳型は，レーザ顕微鏡，走査型電子

顕微鏡（SEM）により評価した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1に，Gdベース金属ガラスインプリント技術によっ

て作製した Gdベース吸収型回折格子の断面 SEM像を

示す。厚さは 23 μm と見積もられた。今後はさらなる狭周

期化，高アスペクト比化を目指す。 
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６．関連特許（Patent） 

特許出願済み。 

 

Fig. 1 Gd-based grating fabricated by 

metallic glass imprinting technique.  


